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内容概要

　　《光学投影曝光微纳加工技术》系统介绍主流光刻技术——光学投影光刻的工作原理、系统组成
、应用和发展前景，详细介绍投影光刻物镜、掩模硅片对准、激光定位工件台、分辨力增强技术以及
整机集成。
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作者简介

　　姚汉民　1944年11月生，男，1966年毕业于浙江大学光学仪器系光学仪器专业，研究员，博士生
导师。
曾任中国科学院成都分院院长、光电技术研究所所长、微细加工光学技术国家重点实验室主任。
长期从事光电跟踪光学仪器和微电子光学设备的研究，1979年至今，参加JX-1型接近／接触式光刻机
，圆形电子束、可变矩形电子束曝光机激光定位工件台系统，掩模缺陷自动检测系统，1．5 pan～2
btm分步重复投影光刻机等研究工作。
主持国家“八五”攻关项目O．8 μm～1μm投影光刻机、中国科学院重大项目0．7μm～O．8 μmi
线投影曝光系统的研究。
作为项目负责人，主持完成“九五”重大项目O．35μm投影光刻关键单元技术研究。
作为首席专家完成中国科学院知识创新工程重大方向性项目“生物芯片仪器”项目研究。
先后获国家科技进步三等奖两项，中国科学院科技进步一等奖四项、科技进步二等奖一项。
　　现为国际SPIE学会会员，中国光学学会会员，四川省学术和技术带头人。
1991年享
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编辑推荐

　　本书系统地介绍了光学光刻技术的发展历史、主流光刻技术——光学投影光刻的工作原理、分类
、组成的分系统及关键单元技术、技术发展趋势和前景。
这本书是对我国光学光刻技术20多年来的工作实践和创新成果的系统总结，同时还介绍了光学投影光
刻的最新进展和纳米光刻新技术的前景展望。
各章节选题和结构合理。
本书可作为微电子设备专业领域的科技人员和从事半导体、微机械、微光学、红外器件、显示器件等
微(米)纳(米)加工技术领域的科技人员的技术参考书，同时还可作为相关高等院校教师、研究生和本
科生的参考用书。
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